
Ru

Ru

Ru

CO
CO

OC
CO

CO

CO
O

catalyst (1)

ルテニウム触媒による二級アミドの還元反応 
－ヒドロシランの選択による二種類の生成物－ 
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ヒドロシランは遷移金属触媒の存在下で Si-H 結合が活性化され、ケ

トンのようなカルボニル化合物を還元することが知られている 1。当研

究室で開発したアセナフチレン配位子を有する三核ルテニウム錯体(1)
は、これらの中でも特に高いヒドロシランの活性化能を有する優れた

触媒であるが、2反応性の低いアミド類の還元においては窒素上に活性

プロトンを持たない三級アミドにその適応が限られていた。今回、我々

は反応を隣接する二つのSi-H基を有するヒドロシランで行うことによ

り、今まで反応させることができなかった二級アミドを効率的に二級アミンへ還元できるこ

とを見出した（path A）。興味深いことに、同様の反応を複数の Si-H 基が高分子状に連なっ

たヒドロシランを用いると反応生成物は二級アミンではなく、アミド 2 分子から生成した三

級アミンであった（path B）。いずれの生成物も簡単な実験操作のみで反応系から単離するこ

とができ、合成的に有用な反応となりうることが期待される。今回はこれらの反応の詳細に

ついて報告する。 
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